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@ Vorrichtung zum gleichmaGigen Aufbringen einer Lackschicht auf ein Substrat 



(57) Zum gleichmafiigen Aufbringen einer Lackschicht auf em 
Substrat (3) wird zunachst das Substrat (3) auf einen 
Drehteller (2) einer Zentrifuge (1) gelegt und im Zentrum des 
Substrates (3) Lack dosiert. Nach dem Dosieren des Lackes 
wird das Substrat (3) mittels einer Haube (4) abgedeckt und 
anschlieBend bei geschlossener Haube (4) zentrifugiert. so 
da& der Lack gleichmafcig von innen nach auBen verteilt und 
uberschussiger Lack abgeschieudert wird. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum gleichmaBi- 
gen Aufbringen einer Lackschicht auf ein Substrat, ins- 
besondere einer Masterscheibe zum Herstellen optisch 
auslesbarer. flacher Informationstrager, bei welchem 
zunachst das Substrat auf einen Drehteller einer Zentri- 
fuge gelegt und im Zentrum des Substrates Lack dosiert 
und anschheBend dieser Lack durch Zentrifugieren von 

innAn naoh onRan an: . .... . . . 
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betnfft die Erfindung eine Vorrichtung zum Durchfuh- 
ren des Verfahrens, welche einen Dosierer zum Auf- 
bnngen von Lack im Zentrum des Substrates und zum 
gleichmaBigen Verteilen des aufgegebenen Lackes eine 
Zentrifuge mit einera das Substrat aufnehmenden Dreh- 
teller aufweist. 

Ein solches Verfahren wird derzeit mit unter der Be- 
zeichnung Spin Coater bekannten Vorrichtungen aus- 
gefuhrt In ihnen werden die Masterscheiben mit einem 



maBe Verfahren wesentliche mit Losungsmittel des 
Lackes gesittigte Luftatmpsphare erreichen. Dadurch 
werden unterschiedliche Viskositaten des Lackes Qber 
die zu belackende Flache des Substrates verhindert was 
Ursache fur die erzielte hohe GleichmMBigkeit der 
Schichtdicke ist Die Praxis hat gezeigt, daB sich mit der 
erfindungsgemSBen Vorrichtung gleichmaBige Lack- 
schichten von unter einem Nanometer erreichen Iassen. 
Die Haube konnte nach dem Dosieren des Lackes 
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das Substrat bewegt werden. Die M6glichkeit eines Ent- 
weichens von Losungsmittel laBt sich vollig ausschlie- 
Ben, wenn gemaB einer Weiterbildung der Erfindung die 
Haube drehbar mit einem Trager verbunden und im das 
Substrat abdeckenden Zustand konzentrisch zu dem 
Drehteller angeordnet ist und das Substrat beruhrt Die 
Haube dreht sich dann im geschlossenen Zustand ge- 
meinsam mit dem Substrat 
Konstruktiv besonders einfach ist die Vorrichtung 



Photoresistlack uberzoffen Bei der R»io^ir..n<»~~»^ w ^» u «'» emiacn ist die Vorrichtung 
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Beschleumgung, Drehzahl und Drehdauer der Lackzen- 
tnfuge zu erreichen. Dennoch ergeben sich immer wie- 
der Lackdickenschwankungen, welche die Masterschei- 
ben unbrauchbar machen. 

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ein Ver- 
fahren der emgangs genannten Art zu entwickeln, mit 
der unter reproduzierbaren Bedingungen Lackschich- 
ten mit besonders konstanten Schichtdicken auf Sub- 
strain aufgebracht werden konnen. Weiterhin soil eine 
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Vorrichtung zur DurehflSffuSr^SdS VerfST .^nYT^"? 1 aus S erichte *" Stutze 8 befestigt 

rensgeschaffen werden. Crfah " 35 ! SL Dadurch kann Haube 4 vom Substrat 3 abgeho- 
r»_ » _ . . Den werden. nm mittf>U om» „u„~t„n i 



rens geschaffen werden. 

Das erstgenannte Problem wird erfindungsgemaB da- 
durch gelast. daB nach dem Dosieren des Lackes das 
Substrat mittels einer Haube abgedeckt und die Haube 
wahrend des Zentrifugierens geschlossen gehalten wird. 

Durch ein solches Verfahren laBt sich erreichen, daB 
sich nach dem Aufbringen des Lackes im Zentrum des 
Substrates und wahrend des anschlieBenden Zentrifu- 
gierens zwischen der Haube und dem Substrat eine mit 
Losungsmittel des Lackes gesattigte Luftatmosphare 
bildet Dadurch entsteht ein Gleichgewicht der Konzen- 
tration des Losungsmittels im Lack und in der Luft 
Dieses Gleichgewicht verhindert, daB die Viskositat des 
Lackes durch unterschiedlich starkes Entweichen von l Zentrifuge 
^^^ S ^^J^J!!^^- - 2DrehSr 



schrieben. 

Die Zeichnung zeigt eine Zentrifuge 1 mit einem 
Drehtisch 2, auf welchem ein Substrat 3 aufliegt Von 
oben her sitzt eine Haube 4 auf dem Substrat 3 auf 
welche die Oberflache des Substrates 3 weitgehend ab- 
deckt Diese Haube 4 ist mittels eines Lagers 5 drehbar 
an einem Trager 6 gelagert, welcher seinerseits mittels 
eines nicht gezeigten Motors um eine Achse 7 schwenk- 
bar an einer vertikal ausgerichteten Stutze 8 befestigt 
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ben werden, um mittels eines ebenfalls schwenkbar an- 
geordneten Dosierers 9 eine definierte Lackmenge in 
das Zentrum des Substrates 3 aufzubringen. 

Nach dem Aufbringen der Lackmenge wird die Hau- 
be 4 m die dargestellte Position bewegt Dann laBt man 
f m t . «f-u te " e !; 2 rotieren, wobei die Haube 4 mit um- 
lauft Wahrend dieses Rotierens verteilt sich die aufge- 
brachte Lackmenge vom Zentrum des Substrates 3 nach 
dert rhin wird flbers chussiger Uck abgeschleu- 

Bezugszeichenliste 



schiedhch wird. Diese hohe GleichmaBigkeit der Visko- 
sitat wird nicht nur dadurch erreicht, daB sich die Zu- 
sammensetzung des Lackes durch Entweichen von Lo- 
sungsmittel nicht verandert, vielmehr bleibt eine kon- 
stante Viskositat auch dadurch erhalten, daB dem Lack 
mtolge eines ungleichmaBigen Verdampfens von Lo- 
sungsmittel keine Verdunstungswarme ungleichformig 
entzogen wird. 6 

Das zweitgenannte Problem. nSmlich die Schaffung 
einer Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens 
wird erfindungsgemaB dadurch gelost daB die Zentrifu- 
ge eine flber das Substrat bewegbare, die mit Lack zu 
aufweiS dCS Substrates abdeckende Haube 

Au'f1!rin e ^n r H SOl ? he ^ Vorrichtu "g »3Bt sich nach dem 
2" n , ge H des La -= k « ™ Zentrum des Substrates und 
Z ul " k hl ' e 0 Benden Zentrifugierens zwischen 

der Haube und dem Substrat die fur das erfindungsge- 
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Patentanspriiche 



1. Verfahren zum gleichmaBigen Aufbringen einer 
Lackschicht auf ein Substrat insbesondere einer 
Masterscheibe zum Herstellen optisch auslesbarer 
flacher Informationstrager. bei welchem zunachst 
das Substrat auf einen Drehteller einer Zentrifuge 
gelegt und im Zentrum des Substrates Uck dosiert 
und anschheBend dieser Lack durch Zentrifugieren 
von innen nach auflen gleicjhmaBig verteilt wird 
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dadurch gekennzeichnet, daB nach dem Dosieren 
des Lackes das Substrat mittels einer Haube abge- 
deckt und die Haube wfchrend des Zentrifugierens 
geschlossen gehalten wird. 

2. Vorrichtung zum Durchfuhren des Verfahrens 5 
nach Anspruch 1, welche einen Dosierer zum Auf- 
bringen von Lack im Zentrum des Substrates und 
zum gleichm&Bigen Verteilen des aufgegebenen 
Lackes eine Zentrifuge mit einem das Substrat auf- 
nehmenden Drehteller aufweist, dadurch gekenn- 10 
zeichnet, daB die Zentrifuge (1) eine tiber das Sub- 
strat (3) bewegbare, die mit Lack zu uberziehende 
Flache des Substrates (3) abdeckende Haube (4) 
aufweist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, daB die Haube (4) drehbar mit einem Tra- 
ger (6) verbunden und im das Substrat (3) abdek- 
kenden Zustand konzentrisch zu dem Drehteller (2) 
angeordnet ist und das Substrat (3) beriihrt 

4. Vorrichtung nach den Anspruchen 2 oder 3, da- 20 
durch gekennzeichnet, daB der Trager (6) zum Ver- 
schwenken der Haube (4) bis auf das Substrat (3) 
ausgebildet ist. 
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